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文章摘要：

利用直流和脉冲偏压电弧离子镀技术沉积TiN 硬质薄膜,研究了不同偏压下基
体的沉积温度、薄膜的表面形貌及力学性能。结果表明，与直流偏压相比，脉
冲偏压可以明显降低基体的沉积温度，大大减少薄膜表面的大颗粒污染，改善
表面形貌，而薄膜的综合力学性能仍保持良好，说明利用脉冲偏压技术是实现
电弧离子镀低温沉积的有效途径。
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